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Introducao |

A poluicdo do meio ambiente por efluentes
industriais contendo produtos toxicos e resistentes a
tratamentos  convencionais tém  aumentado
gradativamente nas Ultimas décadas. Dentre as
formas de purificagdo da agua, os Processos de
Oxidacdo Avancada (POA’s) se destacam pela
elevada eficiéncia na eliminacdo de substancias
téxicas, uma vez que as mesmas sao destruidas, ao
invés de simplesmente removidas para outra fase.

Resultados e Discussao |

A degradacgédo dos compostos fendlicos foi realizada
a 28°C via processos: fotolitico, fotoquimico e
Fenton. O processo fotolitico consistiu da aplicacéo
de radiacdo UV em reator horizontal (Ip = 64
mW/cmZ). Para o sistema fotoquimico, a radiagao
UV foi combinada com H,0O,, nas concentracdes de
1, 2 e 3 mM. Na reacéo Fenton utilizou-se H,O, nas
concentragcfes de 1, 2 e 3 mM e ions Fe?* nas
concentragcbes de 0,1; 0,5 e 1 mM. Na Figura 1
estdo apresentados os perfis de oxidagéo obtidos
nas condicdes otimizadas de cada processo.
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Figura 1. Degradacdo de Fenol (F), 2-nitrofenol
(2NF) e 4-nitrofenol (4NF) via processos oxidativos
avancados tipo Fenton e foto-assistidos. C, =
20mg/L, T = 28°C.

Em geral, as curvas permitem constatar que o
processo fotoquimico é o mais eficiente, atingindo
degradacdes de 100% em apenas 30 min de
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reacdo. Em todos os casos a eficiéncia de
degradacdo aumentou com 0 aumento da
concentracdo dos reagentes, segundo a ordem:
2NF > 4NF > F. Oportunamente, a modelagem
cinética da degradacédo para os compostos fenélicos
foi realizada segundo o modelo néo-linear de
pseudo-primeira ordem descrito por Chan e Chu
(2003)". Na Tabela 1 estdo apresentados as
constantes obtidas por regressdo ndo-linear dos
dados obtidos.

Tabela 1. Constantes cinéticas da modelagem dos
processos oxidativos estudados a 28°C. Fenol (F),
2-nitrofenol (2NF) e 4-nitrofenol (4NF).

POA Parametro F 2NF | 4ANF
Fotolitico (UV, lo,= | 1/p(min™) | 0,35 | 0,43 | 0,37
64 mwWicm?) 1o 0,83 | 1,02 [ 0,95
Fotoquimico (H,O, = 1/p (min'l) 1,60 | 5,11 | 2,08
M ? ! Uo 1,01 | 1,00 | 1,01
Fenton (Fe=1mM+ | 1/p(min?) | 1,98 | 8,16 | 6,95
H>0, = 3 mM) o 0,61 | 0,78 | 0,63

*1/p (min™) = taxa de degradagao, 1/o = capacidade oxidativa.

De acordo com os dados apresentados na Tabela
1, o processo Fenton apresenta as taxas (1/p) mais
elevadas de reacdo dentre todos 0s processos
avaliados, enquanto que a ordem de reatividade é:
2NF > 4NF >>> F. Estes resultados podem ser
justificados pelas caracteristicas de acidez e
geometria estrutural das moléculas investigadas.

Conclusodes

Em geral, os processos Fenton e foto-assistidos
apresentaram boa eficiéncia na degradacdo dos
compostos fendlicos, sendo o sistema fotoquimico o
mais efetivo. A modelagem cinética de pseudo-
primeira ordem aplicada permitiu constatar que o 2-
nitrofenol € a molécula mais susceptivel ao ataque
por radicais hidroxilos.
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